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Abstract (en)
[origin: US4650739A] A process for manufacturing materials in the form of sheets, foils or webs comprising chemically, mechanically and/or
electrochemically roughened and anodically oxidized aluminum or one of its alloys, wherein the resultant aluminum oxide layers are post-treated with
an aqueous solution containing phosphoroxo anions, is performed such that a post-treatment of the aluminum oxide layers is effected by immersion
in an aqueous solution containing hexametaphosphate anion. In a preferred embodiment, the aqueous solution is adjusted to a pH of 1 to 5 by
addition of an acid. The resulting materials, which have reduced adsorption properties, are preferably employed as support materials for offset
printing plates.

Abstract (de)
Das Verfahren zur Herstellung von platten-, folien- oder bandförmigen Materialien auf der Basis von chemisch, mechanisch und/oder
elektrochemisch aufgerauhtem und anodisch oxidiertem Aluminium oder einer seiner Legierungen, deren Aluminiumoxidschichten mit einer
Phosphoroxo-Anionen enthaltenden wäßrigen Lösung nachbehandelt werden, ist so gestaltet, daß die Nachbehandlung der Aluminiumoxidschicht
durch Tauchen in einer wäßrigen Lösung mit einem Gehalt an Hexametaphosphat-Anionen durchgeführt wird. In einer bevorzugten Ausführungsform
wird diese Lösung mit einer Säure auf einen pH-Wert von 1 bis 5 eingestellt. Bevorzugte Verwendung finden diese Materialien mit reduziertem
Adsorptionsverhalten als Trägermaterial für Offsetdruckplatten.
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